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經驗分享 



正光阻與負光阻比較 



過程介紹 

• 噴圖:利用速度、高度、流速來掌控厚度，
厚度越厚，烤的時間也相對增加，曝光和
顯影的時間也是相對增加。 

 

  

• 軟烤:溫度約在90-110度之間，可使光阻的
變得平坦和提升附著力。 

 



噴圖機 

 



• 顯影:噴圖所用的配方經曝光後會產生酸，
此時的顯影必須用鹼性中和，使得上面的
顏色脫落，得到預期的圖案。 

 

• 硬烤:溫度約在120-200度，大約30分鐘，
增加附著力，避免遇到酸脫落。 



曝光機 

LED曝光機                         汞燈曝光機 



經驗分享 



資料參考 
https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&

cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis-
o2U15vPAhWCFJQKHaWaDFIQFgg4MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ccut.edu
.tw%2Fteachers%2Fwentse%2Fdownloads%2Ffabrication09.ppt&usg=AFQjCN

HryDzRMbQ8p21s3iGWDFiWAo-N-w&sig2=QLOXELRzKAe1jLvrZp55MA 
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